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1. 1. 반도체 공정별 폐수의 재이용 FLOW 
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반도체 공정폐수의 정수는 일반적인 UF 필터로는 절대 불가능합니다  



1. 2. 시스템 소개 

PCUF FILTER SYSTEM STNF SYSTEM 

• 코팅에 의한 막 형성 후 여과(물리적) 

• 0.3~0.5㎛ PORE SIZE의 정밀여과 

• 자동 역세척 및 재코팅 

• 필터교체가 필요 없음(유지관리비 저렴) 

• 폐수의 95%이상 재이용 가능 

• 비교적 입자크기가 큰 잉곳 가공공정에 적합 

 

• 관형타입의 UF  

• 0.05㎛ PORE SIZE의 초정밀 정밀여과 

• 자동 역세척 및 필터 CIP  

• 필터 교체주기: 24~48개월 

• 웨이퍼 공정폐수(백그라인딩, 소잉) 

• 폐수의 90%이상 재이용 가능(RO원수이용) 

 

상세한 사항은 홈페이지(www.lhinno.com)에서 개별 카탈로그를 참조 하세요 
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